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INTRODUCAO

A producao de hidrogénio atraves da eletrolise da agua é
uma forma simples e eficiente de obtencao de energia pura.
Pesquisas sao feitas na busca de materiais eletrodicos
catalisadores da reacao de eletrolise e economicamente viaveis,
e também de eletrélitos ambientalmente amigaveis e nao
COrrosivos.

OBIJETIVO

Estudar a suscetibilidade a corrosao do Niquel em meio do
liquido ionico TEA-PS.BF4, em solucao aquosa 0,1M, pH=0,85,
com vistas a utilizacao como eletrocatalisador para producao de
gas hidrogénio a partir da eletrélise da agua, no mesmo meio.

PARTE EXPERIMENTAL

Para esse estudo, foi realizada a avaliacao do potencial de
corrosao ao longo de 3 horas de imersao em meio do liquido
ionico. Os experimentos foram realizados com eletrodo parado
e em rotacao, para analise da influéncia do transporte de massa
em solucao. Também foram feitas a analise de Tafel, através de
experimentos de voltametria linear com o potencial varrido a
1 mV/s, na faixa de -1,0 V(ESC) a +1,0 V(ESC), e espectroscopia
de impedancia eletroquimica com 10mV de amplitude na faixa
de frequéncias de 10° Hz a 10° Hz. Os experimentos
eletroquimicos foram feitos em célula convencional de trés
eletrodos: eletrodo de referéncia de calomelano saturado (ECS),
contraeletrodo de fio de platina e como eletrodo de trabalho,
eletrodo rotatorio de Ni (Goodfellow, 99,99%). O eletrodo de Ni
foi polido com lixas d’agua de granulacao 600 e 1200 e lavado
com agua destilada e alcool. Todas analises foram realizadas
em um potenciostato Autolab versao 4.8.

RESULTADOS
a) Avaliagdo do E,
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Com eletrodo parado, o Ecorr aumenta e estabiliza apos 30
minutos de imersao. Com a rotacao, ha um pico de potencial
nos primeiros 10 minutos de imersao e estabilizacao. Essa
variacao inicial corresponde ao carregamento da dupla camada
elétrica, com alinhamento de cargas no Ni e na solucao. Com a
rotacao, esse alinhamento ocorre mais rapidamente,
provavelmente devido ao transporte de massa para a solucao.

Os valores do Ecorr estabilizado estao na faixa entre -0,10 e
-0,07 V (ECS).

COMPORTAMENTO ELETROQUIMICO DO NIQUEL EM SOLUCAO &()
AQUOSA DO LIQUIDO IONICO TEA-PS.BF:
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b) Voltametria linear:
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O voltamograma apresenta a reacao de reducao do hidrogénio
na varredura catodica, e um pico anodico referente a oxidacao
do Ni. Em 300 mV (ESC) ha formacao de pites.

c) Espectroscopia de impeddncia eletroguimica:
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A Rp aumenta devido a adsorcao de espécies da solucao, com
aumento do grau de cobertura do eletrodo. A Capacitancia
aumenta devido a maior area eletrodica.

CONCLUSOES

O Ni é estavel em meio do TEA-PS.BF4 em circuito aberto
devido a estabilizacao do filme de oxido. Sob polarizacao, ha o
rompimento do filme a formacao de pites.
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